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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

近年、環境問題の緩和に向け、クリーンで効率的なエネルギー源の開発が進められ
ています。その中で、固体酸化物電解セル（SOEC）は実用的なエネルギー転換手
法として注目されています。しかし、長時間運転によるカソードの劣化が商業化の
課題となっています。本研究では、電池の横断面構造を基に、平面型の二次元電池
を作製しました。この方法により、電池を切断せずにニッケル電極の形態変化を観
察し、劣化要因を研究できます。フォトリソグラフィと金属成膜技術を用いて、セ
ラミック材料の表面に特殊なパターンの電極を作製し、通常のセルの断面構造を模
擬しました。

実験
Experimental

TU-058のマスクレスアライナーを用いて露光を行い、その後、TU-159の芝浦スパッ
タ装置を使用して金属スパッタリングを実施します。最後に、TU-002の有機ドラ
フトチャンバーを使用して、リフトオフによってパターンを形成します。

結果と考察
Results and Discussion

設計結果に基づき、フォトリソグラフィおよび金属成膜技術を用いて、所望のパター
ン電極を良好に作製することができました。また、得られたパターンセルに対して
電気化学測定を行った結果、測定は安定して実施され、有効なデータを取得するこ
とができました。今後は、本手法を基盤としてさらなるパターンの最適化を図りな
がら、新たな設計に基づくセルの試作・作製および性能評価を継続的に行っていく
予定です。
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